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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材又は高表面エネルギ被膜に被着された低表面エネルギ疎水性及び（又は）疎油性の
最も外側の層を含む形式のオフサルミックレンズの一方のフェースをマーキングする方法
であって、
　マーク付けされるべきレンズのフェースと基板又は下に位置する高表面エネルギ被膜を
露出させるために選択的に最も外側の層を除去するようになった付勢型電源との間に所要
のマークと相補する形状のマスクを配置する方法であり、
　最も外側の層の表面エネルギよりも高い表面エネルギを持ち、厚さが約５ｎｍ以下であ
って、保持シューとレンズの凸面との間の良好な接着性を確保すると共にレンズの第１の
フェースを保護するための一時的保護層を前記最も外側の層に被着させて、放電が一時的
保護層を介して最も外側の層に作用することができ、
　一時的保護層は、ＭｇＦ2、ＬａＦ2、ＡｌＦ3又はＣｅＦ3であることを特徴とする方法
。
【請求項２】
　一時的保護層の厚さは、約２ｎｍ～約４ｎｍであることを特徴とする請求項１記載の方
法。
【請求項３】
　一時的保護層は、蒸発により被着されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法
。
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【請求項４】
　一時的保護層は、レンズのトリミングの時、保持シューと接触するようになったフェー
スの領域に被着されることを特徴とする請求項１～３のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項５】
　一時的保護層は、選択的に連続した構造のものであることを特徴とする請求項１～４の
うちいずれか一に記載の方法。
【請求項６】
　一時的保護層は、不連続構造のものであることを特徴とする請求項１～４のうちいずれ
か一に記載の方法。
【請求項７】
　疎水性及び（又は）疎油性表面被膜は、弗素化基を含むことを特徴とする請求項１～６
のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項８】
レンズは、疎水性及び（又は）疎油性層が被着された反射防止膜を有することを特徴とす
る請求項１～７のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項９】
　疎水性及び（又は）疎油性被膜は、複数の層を含むことを特徴とする請求項８記載の方
法。
【請求項１０】
　一時的保護層は、酸溶液で除去されることを特徴とする請求項１～９のうちいずれか一
に記載の方法。
【請求項１１】
　一時的保護層は、ドライワイピングにより除去されることを特徴とする請求項１～１０
のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１２】
　一時的保護層は、超音波をかけることにより除去されることを特徴とする請求項項１～
１１のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１３】
　一時的保護層の除去後に、ｐＨが実質的に７に等しい水溶液を用いて洗浄工程を実施す
ることを特徴とする請求項１～１２のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１４】
　オフサルミックレンズの第１のフェースへの疎水性及び（又は）疎油性の最も外側の層
の被着前に、１以上の鉱物層又は有機物層の被着を行なう請求項１～１３のうちいずれか
一に記載の方法において、鉱物層又は有機物層の被着前に、オフサルミックレンズの第１
のフェースの表面を攻撃すると共に（或いは）化学的に改質できる高エネルギ及び（又は
）反応性物質による処理を行なう少なくとも１つの工程を実施することを特徴とする方法
。
【請求項１５】
　オフサルミックレンズをひっくり返して高エネルギ及び（又は）反応性物質によりその
第２のフェースを処理し、その後、少なくとも１つの鉱物層又は有機物層及び疎水性及び
（又は）疎油性の最も外側の層を被着させることを特徴とする請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　一時的保護層をオフサルミックレンズの第２のフェースに被着された疎水性及び（又は
）疎油性の最も外側の層に被着させることを特徴とする請求項１５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフサルミックレンズ、特に眼鏡レンズを、その出所、製造業者及び（又は
）技術的特性を識別すると共に特有のマーク又は標章、例えばロゴを付けるためにマーク
付けすることに関する。かかるマークは、「モノグラム」と呼ばれている。オフサルミッ
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クレンズをマーク付けする多くの方法があり、これらのうち幾つかでは、オフサルミック
レンズ及び（又は）その被膜から、特にエッチングにより、又はレーザを用い、特にエキ
シマレーザによって材料を除去する。
【背景技術】
【０００２】
　最新世代のオフサルミックレンズは、反射防止膜と関連して汚れの付きにくい疎水性及
び（又は）疎油性表面被膜を有するのが通例である。反射防止膜は、単一の層又は多数の
層から成る場合があるが、この反射防止膜は、高表面エネルギの材料から成っている。低
表面エネルギ有機材料の薄い保護層をこの反射防止膜に被着させる。この薄い層は、油性
付着物及び他の形態の汚れの付着を減少させ、実際に、疎水性及び（又は）疎油性表面被
膜を構成する。
【０００３】
　上述した種類のマークは好ましくは、装用者をいらいらさせないよう通常の状況下では
目に見えない。これらマークは、レンズを曇らせること（ミスチング）により目に見える
ようになり、表面上に生じる凝縮液の薄い膜が、低表面エネルギ部分上に微小液滴を生じ
させ、これに対し、高表面エネルギ部分上では、凝縮液の膜は、表面の全体にわたって広
がって大きな液滴を形成する。周囲照明下では、微小液滴による拡散は、大きな液滴より
も非常に明るい色調を生じさせる。
【０００４】
　本出願人名義の国際公開第ＷＯ０１／６８３８４号パンフレットは、付勢型放電装置を
利用して低表面エネルギオフサルミックレンズをマーク付けする方法及び装置を記載して
おり、かかる付勢型放電装置は、放電装置とマーク付けされるべきオフサルミックレンズ
との間に配置されたマスクに設けられている切欠きに対応した表面エネルギを選択的に増
大させる。この種のマスクは、機械的張力下でマーク付けされるべき表面に被着された軟
質フィルム又は上記表面に塗布されたインキの層を有し、これらは後で適当な溶剤を用い
て除去される。好ましい形態では、付勢型放電は、コロナ放電である。
【０００５】
　国際公開第ＷＯ０１／６８３８４号パンフレットに記載された方法では、付勢型放電は
、汚れ付着防止膜だけと化学反応を生じ、これにより、かかる膜の分子結合を壊し、それ
により汚れ付着防止膜の一体性を破壊し、そこで下に位置する反射防止膜の高エネルギ表
面を露出させる。その結果得られるマークは、レンズを曇らせた際にはっきりと目に見え
る。
　上記の方法は、有効であり、良好な結果をもたらす。
　表面処理に続き、オフサルミックレンズは、トリミング作業を受け、このトリミング作
業では、レンズのエッジ又は周囲を機械加工してこれをレンズが装着されるべきフレーム
のリムの寸法形状に合致させる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　トリミングは通常、研削盤で行なわれる。この作業中、レンズは、軸方向に作用する保
持部材により保持される。研削砥石に対するレンズの運動は、所要の周辺輪郭を得るため
に数値制御される。保持部材は、トリミング中、レンズを保持しなければならない。
　保持装置が、保持装置とレンズの凸面との間に配置された保持シュー、例えば両面粘着
パッドでレンズの凸面上に配置される。軸方向クランプ部材が、通常はエラストマーで作
られたバッファを介してレンズの凹面をクランプする。
　トリミング中、もし保持部材が十分に有効でなければ、接線方向切断により、レンズが
保持部材に対して回転する場合があり、これが原因となってトリムされたレンズが不合格
になる。レンズを正しく保持できるかどうかは、主として保持シューとレンズの凸面との
間のインタフェースのところの接着又は付着具合が良好であるかどうかにかかっている。
【０００７】
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　通常はフルオロシラン系の疎水性及び（又は）疎油性汚れ付着防止表面被膜は今や、保
持シューとレンズの凸面との間のインタフェースのところの接着が劣化し又は損なわれる
ほど効果的になっている。これは、特にトリミングにより他の材料に必要な力よりも大き
な力が生じるポリカーボネートレンズに当てはまる。この結果、レンズの不合格率が高く
なる。というのは、レンズは正確にトリムされていないからである。
【０００８】
　この問題を解決するため、汚れ付着防止膜の頂部に接着層を設け、最も外側の層、即ち
汚れ付着防止膜の表面エネルギよりも大きな表面エネルギをレンズに与えることが提案さ
れた。この一時的保護層をレンズの凸面の全体に被着させてもよく、或いは保持シューを
受け入れる中央領域にのみ被着させてもよい。一時的保護層のおかげで、最大軸はずれ誤
差は、２°、更に言えば１°以下である。
　保護層は、表面エネルギを増大させる任意の材料から成り、かかる保護層は、レンズの
光学的性質及びレンズの関連のフェース（面）の品質を変えることなくトリミング後除去
されるようになっている。一時的保護層は好ましくは、鉱物層、具体的には、金属弗化物
、種々の金属弗化物の混合物、金属酸化物又は種々の金属酸化物の混合物から成る層であ
り、例えば、弗化マグネシウム（ＭｇＦ2）、弗化ランタン（ＬａＦ3）、弗化アルミニウ
ム（ＡｌＦ3）又は弗化セリウム（ＣｅＦ3）、アルミナとプラセオジム酸化物の混合物が
推奨される。上述の種類の保護層を任意の従来方法で被着させることができるが、好まし
くは、一般に反射防止膜及び疎水性及び（又は）疎油性汚れ付着防止膜について行なわれ
ているように真空エンクロージャ内での蒸発により被着できる。
【０００９】
　一時的保護層は好ましくは、厚さが５～５０ｎｍである。保護層が薄過ぎる場合、結果
的に得られる表面エネルギの改善は不十分であり、これに対し、一時的保護層が厚過ぎる
と、層内部に機械的応力が生じる恐れがあり、これにより期待される性質が損なわれる場
合がある。
　最後に、一時的保護層は好ましくは、ＩＳＯ規格８９８０／３で規定されているように
最小透明度が例えば少なくとも１８％、更に言えば少なくとも４０％であり、それにより
その保護層を備えたレンズに対しレンズメータによる標準屈折力（パワー）測定が可能に
なる。
【００１０】
　変形例として、オフサルミックレンズをマーク付けする従来型インキ及び（又は）かか
るインキの結合剤を構成する樹脂を用いてもよい。有機物保護層では、５～１５０μｍの
非常に大きな厚みを得ることができる。アルキド系樹脂は、満足のいくものである。
　一般に、反射防止膜及び疎水性／疎油性被膜は、真空中で蒸発により被着される。反射
防止膜及び汚れ付着防止膜が被着されたレンズを真空エンクロージャ内のターンテーブル
に設けられたオリフィス上に置き、これらの周囲が保持手段によりターンテーブルに締結
されたリング上に載るようにする。処理装置をエンクロージャの下方部分内に配置し、か
かり処理装置は、蒸発されるべき物質が入れられるるつぼを有し、このるつぼは一般に、
蒸発させるべき物質の性状に応じて電子ビーム又は２重効果（double effect）源によっ
て加熱される。
【００１１】
　被覆層を構成するよう蒸発される物質を、所要の厚さが得られるまで処理されるべきレ
ンズのフェースに付着させ、所要の厚さが得られた時点で、この第１の物質の蒸発を停止
させる。次に、次の材料を蒸発させる。一般的に、被覆の全てをレンズの一方のフェース
に被着させる。次に、レンズをひっくり返した後、被膜の全てをレンズの他方のフェース
に被着させ、この被膜の組は一般に、レンズの第１のフェースに被着された被膜の組と同
一である。
【００１２】
　明らかなこととして、第２のフェースを処理する際、第１のフェースに被着された層の
一体性、特に最も外側の層の一体性を保護する必要がある。疎水性及び（又は）疎油性汚
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れ付着防止被膜は、非常に薄く、厚さが２～１０ｎｍ、更に言えば２～５ｎｍである。現
在では、非常に高エネルギの物質、即ち、エネルギが０．１ｅＶを超える物質、又は反応
性物質、即ちレンズの表面と化学的に反応しやすい物質を用いてレンズのフェースを処理
することが必要な場合がある。特に、多層反射防止膜を被着させる前に、オフサルミック
レンズには、表面前処理、例えば、イオン衝撃（例えば、稀ガス、酸素、これらの混合物
、窒素又は空気によるイオン衝撃）、プラズマ処理又は放電処理（典型的には、１０2ミ
リバールの圧力状態における酸素プラズマによる処理）が施される。また、例えば被覆層
を被着させる前に、層の接着性又は付着性を増大させるよう表面を前処理するために活性
化処理を行なうことが必要な場合がある。これと同様に、材料の蒸発中、その機械的特性
を向上させ、特に層を高密度化するようイオン衝撃を施すのがよい（これは、イオン利用
蒸着法（ＩＡＤ）と呼ばれている）。
【００１３】
　生じた物質は、非常に高エネルギであると共に（或いは）反応性なので、レンズ、特に
ターンテーブルの周囲のところに位置したレンズの第１のフェースに被着された蒸着層を
劣化させやすい。同一の問題は、処理されるべきレンズが、フレームに応じて取付け準備
ができた際のレンズの全体的形状とほぼ同じ全体的形状を有する場合に生じ、高エネルギ
及び（又は）反応性物質はこの場合、ターンテーブルの円形オリフィスと、第１のフェー
スに蒸着層が被着されたレンズの周縁部との間を通過する場合がある。
【００１４】
　この問題を解決するため、レンズの第１のフェースの最も外側層を保護するために、真
空エンクロージャ内で第２のフェースに被覆層を被着させる際、最も外側の汚れ付着防止
層、即ちレンズの外側層に一時的保護層を被着させることが計画された。
　この一時的保護層は、薄い最も外側の層の特性を劣化させるのを阻止するほど十分厚く
なければならず、レンズ表面のところの電流密度が３０～７００μＡ／ｃｍ2で４０～１
５０ｅＶの場合のある物質の表面エネルギの関数として選択される。保護層の厚さは、こ
の用途に関しては好ましくは５ｎｍ～１０μｍである。保護層が蒸発により被着される鉱
物層である場合、この厚さは好ましくは、５～２００ｎｍである。全ての場合において、
保護層は、薄い疎水性及び（又は）疎油性の最も外側の層の保護が不十分である恐れを回
避するには薄過ぎてはならず、或いは、特に本質的に鉱物の保護層の場合、層の特性を損
なう層内に見える機械的応力の発生の恐れを阻止するには厚過ぎてはならない。　この目
的に用いられる層は、上述の接着層と同一の組成のものであるのがよい。アルミナとプラ
セオジム酸化物の混合物も又、この目的に推奨される。
【００１５】
　有機材料の一時的保護層としては、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）を主成分
とする有機材料、例えばテフロン（TEFLON：登録商標）という商標で市販されている有機
材料の一時的保護層が挙げられる。
　多層一時的保護被膜、特に２層被膜も又計画され、第１の層は、薄い鉱物層（厚さが５
～２００ｎｍ）であり、第２の層は有機物層であり、ラテックスを被着させて硬化させる
ことにより得ることができる。この層は、一層厚く、厚さが０．２～１０μｍである。
【００１６】
　有機物層は、良好な機械的保護を可能にし、容易に引き剥がすことができる。有機物層
は、第１の鉱物層に対するその接着性が第１の鉱物層と疎水性及び（又は）疎油性層との
間のインタフェースに対する接着性よりも高いように選択される。かくして、鉱物層も又
、有機物層の引き剥がしの際に除去される。
　保持シューとレンズの凸面との間の良好な接着性を確保すると共に（或いは）高いエネ
ルギ性又は反応性物質による処理中、レンズの第１のフェースを保護するために一時的保
護層を被着させることにより、コロナ放電源の前にスクリーン又はマスクが形成され、か
かるスクリーン又はマスクは、上述の用途の一方又は他方において、放電が一時的保護層
を介して薄い低表面エネルギ層に到達するのを阻止する。
【００１７】
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　したがって、一時的保護層を被着させる前にコロナ処理を実施することが必要であった
が、かかるコロナ処理では、レンズを真空エンクロージャからコロナ処理装置に移送し、
次にこれを真空エンクロージャに戻して一時的保護層を被着させる必要があった。
　予期せぬこととして、コロナ処理を一時的保護層を介して薄い疎水性及び（又は）疎油
性層に対して実施できることが判明した。ただし、その厚さが約５ｎｍ以下であり、即ち
、これまで上述の用途の一方又は他方について不十分であると考えられた厚さを有するこ
とを条件とする。一時的保護層が非常に薄いという事実にもかかわらず、この層は、上述
の用途の両方に適するものであることが判明している。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　かくして、本発明の一特徴は、基材又は高表面エネルギ被膜に被着された低表面エネル
ギ疎水性及び（又は）疎油性の最も外側の層を含む形式のオフサルミックレンズの一方の
フェースをマーキングする方法であって、マーク付けされるべきレンズの面と基板又は下
に位置する高表面エネルギ被膜を露出させるために実質的に最も外側の層を除去するよう
になった付勢型放電源との間に所要のマークと相補する形状のマスクを配置する方法にお
いて、最も外側の層の表面エネルギよりも高い表面エネルギを持ち、厚さが約５ｎｍ以下
の一時的保護層を前記最も外側の層に被着させて放電が一時的保護層を介して最も外側の
層に作用することができるようにすることを特徴とする方法である。
【００１９】
　保護層は好ましくは、蒸発により被着された鉱物層であり、この保護層は例えば、金属
弗化物、種々の金属弗化物、例えばＭｇＦ2、ＬａＦ2、ＡｌＦ3又はＣｅＦ3の混合物、金
属酸化物、又は種々の金属酸化物、例えばＴｉＯ2、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2及びプラセオジム
酸化物の混合物から成り、種々の金属酸化物の混合物は、アルミナとプラセオジム酸化物
の混合物である。
　一時的保護層は、実質的に連続した構造のものであってよく、或いは、不連続の構造の
もの、特にスクリーンの形態をしていてもよい。
【００２０】
　これとは異なる実施形態においては、一時的保護層は、有機材料から成り、好ましくは
、ポリテトラフルオロエチレンを主成分とする。
　変形例として、保護層は、オフサルミックレンズ用のマーク付けインキ及び（又は）マ
ーク付けインキ結合剤を構成するポリマーから成る。
　一時的保護層は好ましくは、レンズのトリミング後に、特に、酸溶液、ドライワイピン
グ（dry wiping）又は超音波をかけることにより除去される。
【００２１】
　実際には、オフサルミックレンズの第１のフェースへの疎水性及び（又は）疎油性の最
も外側の層の被着前に、１以上の鉱物層又は有機物層の被着を行なう方法において、鉱物
層又は有機物層の被着前に、オフサルミックレンズの第１のフェースの表面を攻撃すると
共に（或いは）化学的に改質できる高エネルギ及び（又は）反応性物質による処理を行な
う少なくとも１つの工程を実施する。オフサルミックレンズをひっくり返して高エネルギ
及び（又は）反応性物質によりその第２のフェースを処理し、その後、少なくとも１つの
鉱物層又は有機物層及び疎水性及び（又は）疎油性の最も外側の層を被着させるのがよい
。次に、一時的保護層をオフサルミックレンズの第２のフェースに被着された疎水性及び
（又は）疎油性の最も外側の層に被着させ、それによりトリミング中、この第２のフェー
スと協働する保持部材に対するその接着性を向上させるのがよい。
【００２２】
　したがって、マーク付けは、国際公開第ＷＯ０１／６８３８４号パンフレットに記載さ
れている方法を用いて実施される。コロナ放電源は最も外側の疎水性及び（又は）疎油性
層を選択的に酸化させる好ましい付勢源であるが、他の源、例えば疎水性及び（又は）疎
油性の最も外側の層の分子を光酸化させる低温プラズマ又は紫外線を用いてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２３】
　添付の図面を参照して本発明を説明する。
　本発明に従って処理されたレンズは、鉱物又は有機ガラス基板を有する。レンズの２つ
のフェース又は面は、互いに異なる層を備え、これらのうちの幾つかは、電子銃を用いて
るつぼに入れられた材料の蒸発により又は真空エンクロージャ内でのジュール効果により
、上下に被着される。具体的には、電子銃、エンドホールコモウェルスマーク２（end-Ha
ll, Commonwealth Mark 2）タイプのイオン銃及びジュール効果蒸発源を装備したバルザ
ーズ（Balzers）ＢＡＫ７６０機、或いは電子銃及びジュール効果蒸発源を装備したレイ
ボールド（Leybold）１４０４型真空処理機が挙げられる。第１の層を第１のフェース、
好ましくは凸面に被着させる前に、その凸面を特にイオン衝撃により高エネルギ及び（又
は）反応性物質で、例えばイオン銃を用いてアルゴンと酸素のイオンのビームで或いはプ
ラズマ処理により処理してその表面を化学的に改質し、それにより蒸着層の接着性又は付
着性を向上させる。
【００２４】
　第１の被膜は通常、特に欧州特許出願第６１４，９５７号明細書の実験例３に相当する
ポリシロキサン型の耐研磨性層を有し、この耐研磨性層は、特に基材が高い表面エネルギ
を持つポリカーボネート有機基材である場合、基材を掻き傷から保護する。
【００２５】
　次に、この第１の被膜に、高い表面エネルギを持つ単一層又は多層反射防止膜を被着さ
せる。この種の被膜は好ましくは、層が順次高屈折率及び低屈折率のものであり、例えば
、ＺｒＯ2から成る第１の層、ＳｉＯ2から成る第２の層、ＺｒＯ2から成る第３の層及び
ＳｉＯ2から成る第４及び最終の層から成るのがよい多層被膜である。この種の被膜は比
較的、高エネルギ放電、例えば、コロナ、低温プラズマ又は紫外線照射放電の影響を比較
的受けにくい。このために、かかる付勢型放電によるマーク付けでは、反射防止膜層、特
に最も外側の層は実質的に無傷のままである。他の反射防止膜、特に複数の鉱物層から成
る反射防止膜を用いてもよいことは言うまでもない。これと同様に、反射防止膜層を被着
させる他の方法、特に、陰極スパッタリング又はプラズマ利用蒸気層化学反応法を用いて
もよい。
【００２６】
　次に、疎水性及び（又は）疎油性外部被膜をペルフルオロプロピレン基を含むダイキン
（Daikin）社からのオプツール（Optool）ＤＳＸ化合物のジュール効果るつぼによる蒸発
によって反射防止膜に被着させる。この種の疎水性及び疎油性被膜の厚さは、１０ｎｍ未
満、更にいえば５ｎｍ未満、好ましくは２ｎｍである。その表面エネルギは、１４ミリジ
ュール／ｍ2、好ましくは１２ミリジュール／ｍ2以下である。
【００２７】
　本発明によれば、厚さ５ｎｍ未満の一時的保護層をこれまた蒸発により、好ましくは同
一の真空エンクロージャ内で疎水性及び（又は）疎油性被膜の処理面全体にわたり被着さ
せてこれをレンズの他のフェースの処理中保護し、或いは、該当する場合、特に凹面後に
凸面を真空エンクロージャ内で処理する場合、保持シューと接触するようになったその領
域に被着させるので、高エネルギ及び（又は）反応性物質に対する保護が必要不可欠であ
るというわけではない。
【００２８】
　一時的保護層は、例えば金属弗化物、種々の金属弗化物の混合物、金属酸化物又は種々
の金属酸化物の混合物から成る鉱物層である。好ましくは、平均粒径が２．５ｍｍのメル
ク（Merck ）社からのＭｇＦ2が用いられ、これをるつぼ内に配置し、電子銃により蒸発
させる。蒸着速度は、約０．５０ｎｍ／ｓであり、蒸着は、４～８秒かかり、かくして、
厚さが約２ｎｍ～４ｎｍの一時的保護層が得られる。蒸着厚さは、石英のマイクロバラン
スによって制御する。
【００２９】
　一時的保護層を被着させた後、エンクロージャを加熱し、レンズをひっくり返す前に処
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理チャンバを大気に通気させる。次に、既に説明した処理工程をレンズの第２のフェース
について繰り返し実施する。凸面に被着された好ましくはＭｇＦ2の一時的保護層は、そ
の表面エネルギを増大させてトリミング中における付着性を向上させるようになっている
。
【００３０】
　被膜層をレンズの両面に被着させた後、レンズをエンクロージャから取り出して図１に
概略的に示されていて、マイラ（Mylar ：登録商標）引張機構により張力が加えられるマ
イラ（Mylar ：登録商標）スクリーン又はマスク１２を有する低周波コロナ処理装置１０
でマーク付けする。このスクリーンは、切欠き１３を有し、この切欠き１３は、レンズ２
０上にマーク付けされるパターンと相補形状をなし、回動アーム１５（図面を簡単にする
ためにその通常の位置に対し９０°をなした位置で図示されている）により保持され、そ
の保持シュー１６がレンズの凸面２１の中心に係合する位置に向かって押圧され、凸面２
２の対応の領域がマーク付け切欠きを含むスクリーンの部分と密に且つ連続して接触する
ようになっている。
【００３１】
　ソフタル－３ＤＴマルチダイン（Softal-3DT MultiDyne）コロナ放電装置３０が、スク
リーンの下に設置され、そのハウジングの内側には、頂板１１だけが示されており、この
コロナ放電装置は、まっすぐな部分を備え、次に半円形部分を備えた２つのフック形又は
Ｄ字形ワイヤ電極３１を有している。半円形部分は、互いに向かい合っている。電極と処
理されるべきレンズとの間の距離は、約５ｍｍである。これにより、長軸の長さが最高６
５ｍｍまでの楕円形領域の処理が可能になる。これら電極は、１２ｋＶ高電圧変圧器３２
の二次巻線３３に接続されている。安全上の理由で、二次巻線は、電圧を高電圧導体とア
ースとの間に二分する接地型中央タップを有している。加圧空気の一定の流れが、源３５
、好ましくはファンによって電極相互間に差し向けられる。空気のこの流れの効果は、ア
ーク４０を逸らし、電極の形態により定められる曲率でこれを広げることにある。電圧が
高ければ高いほど且つ空気の流速が高ければ高いほどそれだけ一層アークが広がる。アー
クは、５０～６０回／秒の一定のリズムで５秒間生じる。この連続アークにより、非常に
高い帯電状態のイオンでコロナ放電が生じる。このエネルギ場は、被膜に被着された保護
層を介してスクリーン１２の切欠き１３に向いていて、厚さが約５ｎｍ以下、好ましくは
約２～約４ｎｍ、より好ましくは約２ｎｍの薄い疎水性及び（又は）疎油性被膜を砕解さ
せることができる。この装置は、空気流を調節する手段（図示せず）を有している。この
装置は、コロナ処理で生じたオゾンを濾過して抽出し、オゾンを酸素に変換するシステム
を更に有するのがよく、このようにして濾過されたガスは、ハウジングの下から逃げ出る
。
【００３２】
　図２は、凸面２２に被着された一時的保護層２３の一部及び一時的保護層が被着され、
高表面エネルギを持つ反射防止膜の最も外側の層の表面を露出させるよう付勢型放電源に
よって砕解された領域２５を含む疎水性及び（又は）疎油性層２４の拡大部分図である。
次に、レンズをトリムしてこれをフレームのリムに合わせる。レンズのこのトリミングを
、例えばエシラーガンマ（Essilor Gamma）型研削盤で実施するのがよく、レンズは、保
持シュー、この場合、凸面と協働する直径が２５ｍｍの３Ｍ粘着パッドと同一直径のエシ
ラー保持装置との間に保持される。トリミング中の軸外し誤差は、１°未満であり、した
がって完全に満足のいくものである。
【００３３】
　次に、綿布によるドライワイピング（乾式布ぶき）を行ない又は液体媒体中で一時的保
護層を除去するのがよい。これは好ましくは、酸溶液、特にオルト燐酸の０．０１～１Ｎ
用液を用いて液体媒体中で除去される。この溶液は、陽イオン又は両性界面活性剤を更に
含むのがよい。レンズを超音波タンク中のオルト燐酸溶液中に室温で２分間浸漬し、次に
水又はイソプロピルアルコールですすぎ洗いして乾燥させる。溶液の温度は、様々であっ
てよく、室温が満足のいく温度である。上記２つの手段を組み合わせてもよく、即ち、ド
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ライワイピングを行ない、次に実質的に７に等しいｐＨの水性溶液中で洗浄する。この層
は又、ブランソン（Branson ）Ｂ２２００・Ｅ２・６０Ｗ型超音波タンク内で超音波によ
り除去してもよい。
【００３４】
実験例１
　欧州特許出願第６１４，９５７号明細書の実験例３に相当するポリシロキサン耐研磨性
層から成る第１の被膜を被着させ、次にＺｒＯ2、ＳｉＯ2，ＺｒＯ2、ＳｉＯ2から成る４
つの層の連続体から成る反射防止膜を被着させ、次にシネツ（Shinetsu）ＫＰ８０１Ｍフ
ルオロシラザン被膜層を被着させる。次に、レンズを上述のコロナ放電装置でモノグラム
し、このプロセスは、５秒かかる。
【００３５】
実験例２
　欧州特許出願第６１４，９５７号明細書の実験例３に相当するポリシロキサン耐研磨性
層から成る第１の被膜を被着させ、次にＺｒＯ2、ＳｉＯ2，ＺｒＯ2、ＳｉＯ2から成る４
つの層の連続体から成る反射防止膜を被着させ、次に、ペルフルオロプロピレン基を含む
ダイキンオプツール（Daikin Optool）ＤＳＸ被覆層を被着させる。次に、レンズを実験
例１の場合のようにモノグラムする。
【００３６】
実験例３
　ＭｇＦ2から成る厚さ２０ｎｍの一時的保護層を実験例１のように作製した別のレンズ
に被着させる。次に、レンズを実験例１の場合のようにモノグラムするが、１０秒間であ
る。次に、一時的保護層をセルヴィト（Selvyt：登録商標）研磨布で布ぶきすることによ
り除去する。
【００３７】
実験例４
　実験例３の手順を実施した後、５回の期間でモノグラムを実施し、各期間は、１０秒の
持続時間であり、従って、５回の期間は、全部で５０秒である。
【００３８】
実験例５
　ＭｇＦ2から成る厚さ２０ｎｍの一時的保護層を実験例２のように作製した別のレンズ
に被着させる。次に、レンズを実験例１の場合のようにモノグラムするが、１０秒間であ
り、その後、一時的保護層をセルヴィト（Selvyt：登録商標）研磨布で布ぶきすることに
より除去する。
【００３９】
実験例６
　実験例５の手順を実施した後、５回の期間でモノグラムを実施し、各期間は、１０秒の
持続時間であり、従って、５回の期間は、全部で５０秒である。
【００４０】
実験例７
　ＭｇＦ2から成る厚さ２ｎｍの一時的保護層を実験例１のように作製した別のレンズに
被着させる。次に、レンズを実験例１の場合のようにモノグラムし、その後、一時的保護
層をセルヴィト（Selvyt：登録商標）研磨布で布ぶきすることにより除去する。
【００４１】
実験例８
　ＭｇＦ2から成る厚さ２ｎｍの一時的保護層を実験例２のように作製した別のレンズに
被着させる。次に、レンズを実験例１の場合のようにモノグラムし、その後、一時的保護
層をセルヴィト（Selvyt：登録商標）研磨布で布ぶきすることにより除去する。
【００４２】
　次に、上述のように処理したレンズを全てモノグラムされたパターンを示すためにミス
ト冷却する。実験例１及び２のレンズに施されたモノグラム処理は良好である。スクリー
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凝縮液及び黒っぽい外観の膜で被覆し、これに対し、スクリーンによって保護された低表
面エネルギ領域上では、凝縮液膜は、非常に明るい色調の微小液滴から成る。
【００４３】
　実験例７及び８のミスチングにより、実験例１及び２のレンズの場合と同様、同一の良
好な品質の凝縮パターンが得られる。さらに、実験例７及び８の場合と同様一時的保護層
の除去後における最も外側の被膜、即ち、レンズの疎水性及び（又は）疎油性の汚れの付
きにくい被膜の光学的及び物理的品質は、実験例１及び２の場合のように一時的保護層を
レンズに被着させる前のレンズと事実上同一である。他方、実験例３及び５から得たレン
ズのミスチングによっては、スクリーンの切欠きと相補形状の凝縮パターンは見られなか
った。これと同様に、実験例４及び６では、スクリーンの切欠きと相補形状の領域のミス
チングは、スクリーンにより保護された領域中の微小液滴よりも大きな液滴から成るが、
これら領域相互間のコントラストは、非常に低く、したがってモノグラム処理は、良くも
悪くもない程度の品質のものである。
【００４４】
　上述した実施形態では、付勢型放電源は、コロナ放電源である。他の付勢型放電源、例
えば低温プラズマ源又は紫外線源を用いることができる。
　低温プラズマ源は、電気的又はマイクロ波放電又は発光放電源から成っていてもよい。
電気的又はマイクロ波源は、１ミリバール台の低い圧力状態でガス、例えば酸素、アルゴ
ン、窒素、四弗化炭素、ヘリウム又はアンモニウム中に放電を生じさせることができる。
放電の持続時間は、数秒から数十秒まで様々であり、好ましくは、数秒台である。アテア
（Atea）社は、マティス（Matis）型低温プラズマ放電源を製造している。また、レクト
ロトュリート（Lectro Treat）型低温プラズマ放電源を用いることが可能であり、この放
電源は、周囲圧力でハイブリッドコロナ放電を生じさせる。
【００４５】
　紫外線源は、照射表面に分子の光酸化を生じさせる。分子の解離が２３５７Å及び１８
４９Å程度の波長で得られる。ユーボクス（Uvocs）型表面除染ユニットを本発明の目的
上、紫外線源として用いることができる。
【００４６】
　同様に、好ましい実施形態において説明したスクリーンに代えて、別の形態のマスク、
例えば上述した国際公開第ＷＯ０１／６８３８４号パンフレットに記載されているような
マーク付けされるべき表面に直接塗布されたインクの層を用いてもよい。
　かかる他の付勢型放電は又、特に酸化又は共有結合の破壊により疎水性及び（又は）疎
油性層を選択的に砕解させがちである。
【００４７】
　当然のことながら、本発明の範囲から逸脱することなく上述の実施形態の多くの改造例
を想到できる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】レンズをマーキングする低周波コロナ処理装置の略図である。
【図２】一時的保護層を介するコロナ処理の後の本発明のレンズの部分略図である。



(11) JP 4504816 B2 2010.7.14

【図１】

【図２】
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